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© Verfahren und Vorrlchtung rum Modlflzleren der Oberflachenalrttvltat elnes Slllkatglas Substrates. 

© Verfahren zum Modifizieren der Oberflachenaktivitat. wie Hydrophilieren, eines Silikatglassubstrates durch 
Aufbringen einer siliziumhaWgen Beschichtung unter Verwendung wenigstens einer siliztumorganischen Sub- 
stanz. dadurch gekennzeichnet, dafl die siliziumhaltige Beschichtung durch flammenpyrolytische Zerseizung der 
siliziumorganischen Substanz(en) aJs SiO^Beschichtung aufgebracht wird, sowie Vorrichtung insbesondere zur 
DurchfUhrung elnes derartigen Verfahrens. 
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Die Erfindung betriffl ein Verfahren zum Modtfizieren der OberfiSchenaktivitat. wie Hydrophilieren. eines 
Sillkatglassubstrates durch Aufbringen einer slllziumhaltigen Beschichtung unter Verwendung wenlgstens 
einer siliziumorganischen Substanz sowie eine Vorrichtung insbesondere zur DurchfUhrung eines derartigen 
Verfahren. 

5 Aus der AT-PS 381 693 ist ein Verfahren der vorstehend beschriebenen Art bekannt, bet dem der 
Oberflache eines Sillkatglassubstrates dadurch hydrophlle Eigenschaften verliehen warden, daB auf die 
Oberfla*che des Glassubstrales eine Sulfonato-Organosilanol-Verbindung aufgebrachi und anschlieBend 
getrocknet wird. 

Ene Shnliche Vorgehensweise ist aus der DE-PS 35 11 720 bekannt, wobei dort im Floatverfahren 
w hergestellte Glasscheiben dadurch hydrophiliert warden, daB die Scheiben in mehreren Behandlungsstulen 
mit flUssigen Medien, insbesondere mrt einern alkalischen Phosphat-Qlasreiniger und einer phosphorsSure- 
hartlgen LOsung, behandelt warden. Derartige Vorgehensweisen haben elnerserts den Nachteil. daB sle, 
betrachtet man die Modrfizlerung der OberflSchenaktMta't von Floatglasbandern, nur "off-line", also nach 
dem Zerteilen des Floatglasbandes in einzeine Glasscheiben, angewendet werden konnen, vorzu'gsweise im 
is Tauchverfahren, und verhSltnismSBig zeitaufwendig sind. DarUber hinaus ist es beispielsweise bei der 
Anwendung der behandelten Glassubstrate als Objekttra'ger problematisch, dafl die hydrophiiierende Be- 
schichtung organische Bestandteile aufweist, bei denen eine unerwOnschte Wechsetwirkung mit den zu 
untersuchenden Substanzen. z. B. Mikroben, nicht ausgeschlossen werden kann. Auch hat es sich gezeigt. 
daB die bei den vorstehend beschriebenen Verfahren erreichbare Hydrophtlierung fur manche Anwendungs- 
20 zwecke, beispielsweise die hydrophiiierende Behandlung von fur Windschutzscheiben bestimmten Glas- 
scheiben, nicht ausreichend ist. 

Gerade bei Roatglas ist eine Modifizierung der OberflachenaktivitSt von besonderer Bedeutung, weil 
insbesondere die mrt dem Sn-Bad der Floatglasantage in Kontakt beflndllche Unterseite des Floatglasban- 
des sehr schlecht benetzbar ist. Dies ist darauf zurQckzufUhren, daB die untere GlasoberflSche aus dem 
25 flUssigen Zinnbad Zinnatome aufnimmt Insbesondere derartige "badseitige" Flachen von Floatglas lassen 
sich nur schlecht z. B. fur Windschutzscheiben von Kraftfahrzeugen verwenden. da die schlechte Benetz- 
barkeit zu erheblicher Schfierenbildung fOhrt, ferner ist auch eine Anwendung z. B. fur Objekttra'ger. auf die 
fiOssige Proben aufgebracht werden sol ten, nicht mogiich. 

Aus einer Anzahl von Druckscbriften ist es andererseits bereits bekannt Metalle Oder dergleichen im 
30 sogenannten "Silicoaterverfahren" in haftungsverbessernder Weise zu behandeln. In diesem Zusammen- 
hang ist es aus der DE-OS 40 12 086 bereits bekannt, Metalle fOr die kathodische Etektrotauchlackierung 
dadurch vorzubehandeln. daB zunSchst durch Flammenpyroryse einer sHiziumorganischen Substanz, wie 
Tetraethoxysllan, eine SfO K -Schfcht aufgebracht und tm AnschluB hieran die Oberflache mit einem Silanhaft- 
vermrttler auf ebenfatls silizlumorganischer Basis, z. B. Im Tauchverfahren, versehen wlrd. Eine Shnliche 
35 Vorgehensweise zeigt die DD-PS 253 259, bei der ein zu beschichtendes Blech zunachst mit erner 
kohlenstoffhaltigen flammenpyrolytischen SKVSchicht versehen und anschlieBend im Tauchverfahren sila- 
nfslert wird. Die DE-OS 34 03 894 bezieht sich auf das flammenpyroh/tische Beschlchten von Dentaipro- 
thesenteilen, die im AnschluB an das Aufbringen der als Haftvermittler dienenden siliziumhaltigen Beschich- 
tung mit Dentalkunststoffen verbunden werden. Bei dem vorstehend beschriebenen Silicoaterverfahren ist 
40 es erwunscht bzw. erforderlich. daB die SiO w -Schicht einen bestimmten Kohlenstoffgehalt aufweist, urn die 
geforderten haftvermittelnden Eigenschaften zu erzielen. Weitere Merkmale des zur Haftverbesserung 
eingesetzten bekennten Silrcoaterverfahrens ergeben sich aus der DD-PS 256 151. 

Der Erflndung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung der gattungsgemSBen 
Art zu schaffen, welche die kostengunstige Modrfizlerung der OberflSchenaktivitat von Glassubstraten, 
45 insbesondere das Hydrophilieren von Ftoatglassubstraten, ermfiglichen, wobei die erziellen Oberflachenei- 
genschaften dauerhaft Ober einen ISngeren Zeitraum Bestand haben sollen. 

Erflndungsgemas wlrd diese Aufgabe In Welterblldung des gattungsgemSBen Verfahrens dadurch 
gelSst, daB die sifiziumhaltige Beschichtung durch flammenpyrolytische Zersetzung der siliziumorganischen 
Substanz(en) als SiO x -Beschichtung aufgebracht wird. 
60 Dabei kann vorgesehen sein. daB die siHziumhaltige Beschichtung im wesentlichen kohlenstofffrei 
aufgebracht wird. 

Die Erfindung schlSgt auch vor, dafl bei der Flammenpyrolyse als siliziumorganische Substanz ein Si- 
Alkoxysilan in eine Mischung von Luft und Brermgas sowie bedarfsweise Sauerstoff eingeleitet wird. 

Dabe! kann vorgesehen sein, daB als Si-Alkoxysilan Tetramethoxysilan verwendet wird. 
55 Femer sieht die Erfindung vor, daB ein Brenngas verwendet wird, welches ganz Oder teitweise aus 
Propan, Butan, Leuchtgas und/oder Erdgas be stent. 

Dabel kann auch vorgesehen sein. daB als Brenngas Erdgas verwendet wird. 
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Bne weitere AusfOhrungsform des Verfahrens nach der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet. daB die 
siliziumorganische Substanz bei der Rammenpyrolyse der Verbrennungsluft in einem MolverhSftnis von 
10~ 2 bis 1CT 6 zugesetzt wird. 

Es kann euch vorgesehen setn, daB die siliziumorganische Substanz bet der Rammenpyrolyse der 
Verbrennungsluft in einem Morverhaltnis von ca. 10~* zugesetzt wird. 

Nach der Erfindung kann auch so vorgegangen werden. daB bei der Rammenpyrolyse ein Volumenver- 
haltnis von Brenngas zu Luft von 1 : 3 bis 1 : 80 verwendel wird. 

Dabei kann vorgesehen sein, daB bei der Flammenpyrolyse ein Volumenverhaltnis von Brenngas zu 
Luft von ca. 1 : 10 verwendet wird. 

Bne weitere AusfUhrungsform des Verfahrens nach der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daB die 
SiO K -Beschichtung durch mehrere aufeinanderfolgende flammenpyrolylische Behandlungen afs aus minde- 
stens zwel Bnzelschichten bestehendes Schichtsystem aufgebracht wird. 

Es kann auch vorgesehen seln, daB die Glassubstratoberfla'che beim Aufbringen der Si O k - Beschichtung 
auf einer Temperatur von 20 bis 600 • C gehalten wird. 

Ferner schlSgt die Erfindung vor, dafl die Glassubstratoberflacne beim Aufbringen der SiO x -Beschich- 
tung auf einsr Temperatur von 80 bis 200 • C gehalten wird. 

Es kann auch vorgesehen sein, daB die siliziumhaltige Beschichtung in einer Dicke von 1 - 100 nm 
vorzugsweise 2 - 20 nm. aufgebracht wird. 

Bne weitere Ausfuhrungsform des Verfahrens nach der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet daB ats 
Glassubstrat ein Floatglasband eingesetzt wird. 

Dabei kann so vorgegangen werden, daB die badseitige Oberflache des Roatglasbandes mit der SO - 
Beschichtung versehen wird. 

Auch kann nach der Erfindung vorgesehen sein, daB die flammenpyrolytische Beschichtung des 
Floatglasbandes on-line in erzeugungswarmem Zustand erfoigt 

Die erfindungsgemSB vorgeschlagene Vorrichtung zum Modrfizieren der Oberflacbenaktivitat. wie Hy- 
drophilieren. eines Silikatgfassubstrates durch Aufbringen einer siiiziumhaltigen Beschichtung unter Verwen- 
dung wenigstens einer siliziumorganischen Substanz ist dadurch gekennzeichnet, daB in einer dem 
Roatgiasbad nachgeschalteten Beschichtungsstation unterhaib der Bahn des Floatglasbandes im wesentii- 
chen senkrecht zur Fortbewegungsrichtung des Roatglasbandes 3 bis 20 Stabbrenner zur flammenpyrolyti- 
schen Zersetzung der sfflziumorganischen Substanz{en) angeordnet sind. Als Stabbrenner wird eine 
linientormige Anordnung einer Vietzahl von feinen BrennerdDsen bezeichnet, die nur geringe AbstSnde 
voneinander aufweisen. Zweck eines solchen Stabbrenners - auch Bandbrenner genannt - ist die Erzeugung 
eines mOglichst glelchmSBigen Rammenbandes entlang der gesamten Brennererstreckung. 

Dabei kann vorgesehen seln, daB die FlammenaustrittsOffnungen der Stabbrenner in einem Abstand 
von 3 bis 50 mm unterhaib der badserfigen OberflSche des Roatglasbandes angeordnet sind. 

Bne weitere AusfUhrungsform der Erfindung sieht vor, daB die AustrittsSffnungen der Stabbrenner in 
einem Abstand von 8 bis 12 mm unterhaib der badseiHgen Oberflache des Roatglasbandes angeordnet 
sind. 

Es kann auch vorgesehen sein. dafl zumindest ein Teil der Stabbrenner in Fortbewegungsrichtung des 
Floatglasbandes gleichen gegenseitigen Abstand aufweist 

Nach der Erfindung kann auch vorgesehen sein, daB zumindest ein Teil der Stabbrenner in Fortbewe- 
gungsrichtung des Roatglasbandes zunehmenden gegenseitigen Abstand aufweist. 

Bne weitere AusfOhrungsform der Vorrichtung nach der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Stabbrenner zu Qruppen von jeweils 2 - 5 Stabbrennern zusammengefaBt sind, wobet der gegenseitige 
Abstand der Stabbrenner innerhalb der jeweiligen Gruppe kleiner ist als der gegenseitige Abstand der 
jeweiligen Stabbrennergruppen. 

Auch kann bei der Vorrichtung nach der Erfindung vorgesehen sein, daB der Auftreffwinkel der aus den 
Stabbrennern austretenden Brennerflammen bezOglich der Oberflache des Glassubstrates einstellbar ist. 

Die Erfindung schl5gt ggf. auch vor, dafl der Abstand der Stabbrenner von der Oberflache des 
Glassubstrates einstellbar ist 

Auch kann die erfindungsgemaBe Vorrichtung dadurch gekennzeichnet sein, daB die einzelnen Stab- 
brenner jeweils eine Vlelzahl quer zur Fortbewegungsrichtung des Roatglasbandes mit gegenseitigem 
Abstand angeordneter DUsenrohrchen oder -8ffnungen aufweisen. 

Der Erfindung Hegt die uberraschende Erkenntnis zugrunde. dafl es gelingt. die OberflSchen von 
Glassubstraten, insbesondere auch die badseitigen OberflSchen von RoatglasbSndern, dadurch dauerhaft 
zu modifizieren, insbesondere zu hydrophilieren, daB mittets Rammenpyrolyse eine extrem dOnne SiO,- 
Schlcht mit einer deflnlerten Oberfiachenstruktur und OberflSchenmorphologie aufgebracht wird. Urn eine 
besonders geelgnete Schlchtblldungsrate zu ermSgllchen, ist es dabei zweckmSBIg. die siliziumorganische 
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Verbindung in der beanspruchten Weise in optimalem Mol-%-Anteil der Verbrennungsluft zuzumischen. 
Dies laGt sich entweder durch eine an den Dampfdruck der jeweillgen sillzlumorganischen Verbindung 
angepaBte Temperierung der Dosiereinrichtung bis zum Brenner hin ermoglichen. durch den Einsatz eines 
ausretchend flDchbgen Atkoxysilans Oder durch die Verwendung einer regelbaren, eine FeinstdOse autwei- 
senden Dosiereinrichtung. 

Bei der erRndungsgemaflen Beschichtung des Glassubstrats mitteis Rammenpyrolyse bildet sich eine 
ScWcht aus, die im wesentlichen aus Sifizium und Sauerstoff besteht. Sie weist eine stark zerkluftete 
OberflSche auf, wobei diese OberflSche wie alle der Luft ausgesetzten Silikatoberflachen vor allem Si-OH- 
Bindungen aufwefst (entstanden aus adsorbiertem Wasserdampf). Die Beschichtung kann damit vereinfacht 
durch die Summenformel SiO„ (OH)y charakterisiert werden, wobei der Gesamt - Sauerstoffgehali x ♦ y 
grBBer als 2 ist. 

Es hat sich gezeigt, dai? fUr den erflndungsgemaBen Anwendungszweck, also die optfmale Hydrophllie- 
rung der Glasoberfiache, die flammenpyrolytisch aufgebrachte Beschichtung moglichst kohlenstofftrei sein 
soil, wobei dies insbesondere durch den Einsatz von Telrarnethoxysilan erreichl werden kann. Dies stent 
ganz im Gegensatz zum bekannten Bnsatz des Silicoaterverfahrens zur Haftschichtbildung- Wahrend im 
ubrigen bei letzterem die Brennertemperatur zur Vermeidung einer zu groften Aufheizung der Metallegie- 
rung und zwecks Vermeidung einer OberflSchenoxidierung moglichst niedrig gehatten werden muB, 2eigt 
sich bei der DurchlOhrung des erftndungsgemSBen Verfahrens zur Erzielung einer dauerhaften Hydrophilie 
auch der Bnsatz energiereicher Brennergase. wis Methan, aJs vorteilhaft. Eine Zumischung von Sauerstoff 
bietel eine weitere MSglichkeft, sowohl die Rammentemperatur zu erhohen als auch den Kohlenstoffanteil 
in der Beschichtung zu erniedrigen. 

Bne Besonderheit der erfindungsgemSB hergestellten Beschichtung besteht in einer dicken- und 
temperaturabha*nglgen Morphologle. Diese hat ihre Ursache in einer sich mrt diesen Parameters andernden 
Struktur und OH-Gruppendichte der vorzugsweise vorgesehenen Einzelschichten des Beschichtungssy- 
stems. FOr ein optimaies Benetzungsverhaften hat es sich als zweckmaBig erwiesen. die hydrophilierende 
SiO x -Beschichtung in mehreren aufeinanderfolgenden ProzeBschritten aufzutragen. Als optimal hat sich 
hierbei ein Auftrag in 3 bis 20, vorzugsweise in 6 bis 14, Beschichtungsschritten erwiesen. 

FOr die strukturenen und damrt hydrophilierenden Eigenschaften der Schichten spielt die Temperatur 
der OberflSche, die sich als Kombination der Glastemperatur und der Aufheizung durch die Flamme ergibt, 
ebenfalls eine wichtige Rolle. Es hat sich gezeigt, dafl insbesondere Temperaturen im Bereich von 80 bis 
200* C zu besonders gOnstigen Schichteigenschaften fQhren. Die zeitliche Aufeinanderfolge der einzelnen 
Beschichtungsschritte iiegt dabei im Sekundenbereich. 

Weitere Merkmale und Vortelle der Erflndung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, In der 
ein AusfOhrungsbelspiel anhand der schematischen Zelchnung Im einzelnen ertautert Ist. 
Dabei zeigt 

Fig. 1 ein AusfOhrungsbeispiel einer Vomchtung nach der Erfindung in perspektivischer Seitenansicht 

von schrSg oben; 
Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II - II von Fig. 1; 

Fig. 3 ein AusfOhrungsbeispiel einer Vorrichtung zum Mischen des erfindungsgemaB ggf. verwendba- 
ren Tetramethoxysilans im Schnitt; und 

Fig. 4 eine Diagrammdarstellung des mitteis des erfindungsgemaBen Verfahrens bei einem AusfOh- 
rungsbeispiel erztelbaren HydrophiGerungseffektes. 
Wie Rg. 1 erkermen ISflt. sind dort zwischen einer Anzahl aufeinanderfolgender gummibeschichteter 
Stutzrollen 10, die an eine an Fig. 1 rechts anschlieBende, nicht gezeigte Ftoatglaswanne anschlieBen, eine 
Anzahl von Stabbrennem 12 angeordnet, die durch Brennerhatterungen 14 hShen- und winkelverstellbar 
abgestOtzt sind. Auf den Stutzrollen 10 Iiegt ein erzeugungswarmes Floatglasband 16 mrt einer Oberfla- 
chentemperatur von etwa 160" C auf, welches sich In Rlchtung des Pfeiles 18 mit einer Geschwlndigkeit, 
durch die Roatglasherstellung bedingt von im allgemeinen 5 - 25 m/Min., im gezeigten AusfOhrungsbeispiel 
14 m/Mtn., in Fig. 1 nach links bewegt. 

Die H6he der Stabbrenner 14 laBt sich derart einstellen, daB der Abstand der Stabbrenner 12 zur 
Unterseite des Roatglasbandes 16 3 bis 50 mm, vorzugsweise 8 bis 12 mm. betragt. Im konkroten 
AusfOhrungsbeispiel betrSgt der Brennerabsland zur Unterseite des Roatglasbandes 8 mm. 

Wie Fig. 2 erkennen ISBt 18 6t sich nicht nur der Abstand der Stabbrenner 10 zur Unterflache des 
Ftoatglasbandes 16 mitteis der BrennemaltBrungen 14 einstellen, sondern auch der Winkel, mit dem die aus 
zahlreichen DOsenrdhrchen 20, welche Ober die StabbrennerlSnge quer zum Roatglasband 16 in grofier 
Zahl mit gteichem geringem Abstand verteilt angeordnet sind, austretenden Rammen auf die Unterfla'che 
des Floatglasbandes 16 auftreffen. 



EP 0 594 171 A1 



Mittels des vorstehend beschriebenen AusfUhrungsbeispieles der Vorrichtung nach der Erfindung wurde 
nach dom erfindungsgemaiJen Vertahren bei dem hier beschriebenen Ausfuhrungsbelspief wie folgt gear- 
bettet: 

Das Roatglasband 16, mit einer Dicke von 3 mm, wurde, wie bereits dargeiegt, mit einer Geschwindig- 
5 keit von 14 m/Min. auf der Badseite (Unterseite) durch Rammenpyrolyse mit einer kohlenstofffreten SiO x - 
Schicht versehen. Der Brennerabstand zum Glas betrug dabei 8 mm. Die beschichtete Breite des 
Floatglasbendes betrug etwa 60 cm. FUr die in vier Brennerbatterien zu je drei Brennern angeordneten 
Stabbrenner 12 wurden pro Stabbrenner die folgenden Gaseinstellungen verwendet: 



Silan -Luft-Gemtsch: 


2000 l/h 


Erdgas: 


400 L/h 



Das Mischen des verwendeten Tetramethoxysilans mit der Luft wurde in der in Fig. 3 dargesteilten 

7S Vorrichtung durchgefOhrt. Dabei durchstromt der Luftstrom einen Schwimmer 1. der in das Silan 2 eintaucht 
und durch dessen AustrittsSffnung 3 die Luft das Silan als Blaschen passiert, wobei eine Beladung der Lutt 
mit gesSttigter Silanatmosphare erfolgt. Der Anteil des Silans an dem Silan/Lutt-Gemisch laflt sich durch 
Variation der Silantemperatur und damit des Silandampldruckes steuern. 

Aus Fig. 4 ISfit sich erkennen, dafi die Benetzbarkeit der RoatglasoberflSche nach der flammenpyrolyti- 

20 schen Beschichtung mit steigender Anzahl verwendeter Brennerbatterien stark ansteigt. So ergibt sich 
bereits nach dem Passieren einer ersten Batterie aus 3 Stabbrennern eine Verringerung des bei nicht- 
behandeltem Roatglas zu beobachtenden Randwtnkels (H 2 0) von 28* auf ca. 11 \ der dann nach dem 
Passieren einer werteren Batterie von 3 Stabbrennern, also insgesamt nach dem Passieren von 6 
Stabbrennern, auf weniger als die HSIfte des vorstehend genannten Wertes sinkt. 

26 Das nach dem vorstehend beschriebenen AusfOhrungsbeispiel erhaltene Roatglas ISBt sich hervorra- 
gend fur Anwendungszwecke einsetzen. in derten eine hone Benetzbarkeit der Glasflache wunschenswert 
ist, so beispielsweise fur Windschutzscheiben von Kraftfahrzeugen, da hierdurch der gefurchtete Schlieren- 
effekt wirksam verringert werden kann. Bei entsprechend dunnerem Roatglas lassen sich nach dem 
erfindungsgemSBen Verfahren nattirJich auch bevorzugt. wie bereits dargeiegt, ObjekttrSger oder derglei- 

30 chen herstellen. 

Die" in der vorstehenden Beschreibung, in der Zeichnung sowie in den AnsprOchen offenbarten 
Merkmale der Erfindung kfinnen sowohl einzeln aJs auch in beliebiger Kombination fUr die Verwirklichung 
der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfuhrungsfomnen wesentfich sein. 

35 

BEZUGSZEICHENLISTE 



Schwimmer 
Silan 

AustrittsSffnung 

Sttitzrolle 

Stabbrenner 

Brennerhalterung 

Floatglasband 

Richtungspfeil (Floatglasbewegung) 
Diisenr6hrchen 
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2 
3 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
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PatentansprUche 

1. Verfahren zum Modrfizieren der Oberflachenaktivrtat, wie Hydrophilieren. eines Silikatglassubstrates 
durch Aufbringen einer siliziumhaltigen Beschichtung unter Verwendung wenigstens einer siiiziumorga- 

5 nischen Substanz. dadurch gekennzeichnet, daB die siliziumhaltige Beschichtung durch fl8mmenpyroly- 

tische Zersetzung der sHiciumorganischen Substanz(en) als Si O*- Beschichtung aufgebracht wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafl die siliziumhaltige Beschichtung im weserrtli- 
chen kohlenstofffrei aufgebracht wird. 

10 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi bei der Rammenpyrolyse als 
sNiziumorganische Substanz eln Si-Alkoxysilan. belspielswelse Tetramethoxysilan in eine Mischung von 
Luft und Brenngas sowte bedarfswetee Sauerstoff etngeleitet wird. 

?6 4. Verfahren nach Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet. daB ein Brenngas verwendet wird, welches ganz 
Oder teilweise a us Propan, Butan. Leuchtgas und/oder Erdgas besteht. 

5. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet. daB die siliziumorganische 
Substanz bei der Rammenpyrolyse der Verbrennungsluft in einem Molverhartnis von 10~ ? bis 10~* 

20 zugesetzt wird. 

6. Verfahren nach einem der AnsprOche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB bei der Rammenpyrolyse 
eln Volumenverhattnis von Brenngas zu Lutt von 1 : 3 bis 1 : 80 verwendet wird. 

25 7. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche. dadurch gekennzeichnet. dafl die SiO K -Beschich- 
tung durch mehrere aufeinanderfolgende flammenpyrolyiische Behandlungen als aus mindestens zwei 
Einzelschichten bestehendes Schichtsystem aufgebracht wird. 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Glassubstrat- 
30 oberflSche befm Aufbringen der SiO*-Beschichtung auf einer Temperatur von 20 bis 600 • C, vorzugs- 

weise 80 bis 200 *C, gehalten wird. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche. dadurch gekennzeichnet, daB die sillziumhattlge 
Beschichtung In einer Dlcke von 1 - 100 nm, vorzugsweise 2 - 20 nm, aufgebracht wird. 
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10. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet daB als Glassubstrat 
eln Roatglasband eingesetzt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10. dadurch gekennzeichnet. daB die badseitige Oberflache des Roatglas- 
40 bandes mit der SiO x - Beschichtung versehen wird. 

1Z Verfahren nach Anspruch 10 Oder 11. dadurch gekennzeichnet. daB die flammertpyrolytische Beschich- 
tung des Roatglasband es on-line in erzeugungswarmem Zustand erfolgt 

45 13. Vorrichtung zum Modrfizieren der OberflSchenaktivitSt. wie Hydrophilieren, eines Silikatglassubstrates 
durch Aufbringen einer siliziumhaltigen Schicht unter Verwendung einer Si-organischen Substanz, 
Insbesondere zur DurchfOhrung des Verfahrens nach einem der AnsprOche 10 bis 12. dadurch 
gekennzeichnet, daB in einer dem Floatglasbad nachgeschalteten Beschichtungsstation unterhalb der 
Bahn des Roatglasbandes (16) im wesentlichen senkrecht zur Fortbewegungsrichtung (18) des Float- 
so glasbandes (16) 3 bis 20 Stabbrenner (12) zur flammenpyrolytischen Zersetzung der siliziumorgani- 
schen Substanz(en) angeordnet sind. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB die FlammenaustrittsSffnungen der 
Stabbrenner (12) in einem Abstand von 3 bis 50 mm unterhalb der badseitigen OberflSche des 

65 Roatglasbandes (16) angeordnet smd. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daB zumindest ein Tell der Stabbren- 
ner (12) In Fortbewegungsrichtung <18) des Roatglasbandes (16) gleichen gegenseitigen Abstand 
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aufweist. 



Vorrichtung nach einem der AnsprUche 13 bis 15. dadurch gekennzeichnet. daB zumindest ein Teil der 
Stabbrenner (12) in Fortbewegungsrichtung (18) das Floatgiasbandes {16) zunehmenden gegenseitigen 
Abstand aufweist 



17. Vorrichtung nach einem der AnsprUche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daO die Stabbrenner (12) 
zu Qruppen von jeweils 2 - 5 Stabbrennern zusammengefaBt sind, wobei der gegenseitige Abstand der 
Stabbrenner (12) innerhalb der jeweriligBn Gruppe kleiner ist als der gegenseitige Abstand der 
jeweiligen Stabbrennergruppen. 

18. Vorrichtung nach einem der AnsprUche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet. daB der Auftreffwinkel der 
aus den Stabbrennern (12) austretenden Brennerflammen bezugiich der OberflSche des Floatgiasban- 
des (16) einstellbar ist. 

19. Vorrichtung nach einem der AnsprUche 13 bis 18. dadurch gekennzeichnet. dafi der Abstand der 
Stabbrenner (12) von der Oberflache des Floatgiasbandes (16) einstellbar ist 

20. Vorrichtung nach einem der Anspruche 13 bis 19, dadurch gekennzeichnet. dafl die einzelnen 
Stabbrenner (12) jeweils eine Vielzahl quer zur Fortbewegungsrichtung (18) des Floatgiasbandes (16) 
mit geringem gegenseitigen Abstand angeordneter DUsenrQhrchen (20) Oder -offnungen aufweisen. 
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Fig. 4 
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